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１．概要（Summary） 

ダ イヤ モ ン ド窒 素空孔 中心 (Nitrogen-Vacancy 
center:NV センター)は室温動作型の高感度・高空間分

解能センサーとして期待されている。NV センターの高感

度化には NV センターの向いている方向、配向方向が

重要になる。そこで本研究グループではダイヤモンド上に

微細加工を施すことによって成長方向を制御し、高感度

測定に適した高配向サンプルの作製を行っている。本研

究では Ni 異方性エッチング[1]を新たに導入することで

これまで以上の高感度化に挑戦した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  125 kV 電子ビーム描画装置、酸

化膜ドライエッチング装置、12 連電子銃型蒸着装置、プ

ラズマ CVD 装置、多目的ドライエッチング装置、高速マ

スクレス露光装置 
【実験方法】 

まず NV センターを製作する前に、基板上に溝状の

微細加工を施した。この工程では比較のために新しく導

入した Ni 異方性エッチングと従来手法の RIE の両手

法で行った。Ni 異方性エッチングでは Ni 蒸着を高速

マスクレス露光装置、12連電子銃型蒸着装置を用いて行

った。その後、当研究室で所有している水蒸気雰囲気処

理装置にて高温アニールを行うことによってダイヤモンド

のエッチングを行った。比較用の  RIE ではプラズマ

CVD 装置、レーザー露光装置、多目的ドライエッチング

装置、酸化膜ドライエッチング装置を用いて長方形のエッ

チングを行った。その後 CVD 成長することによって、微

細加工によって方向の制御された成長を行った。生成さ

れた NV センターを自作の共焦点顕微鏡を用いて測定

した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に CVD 成長後のフォトルミネッセンス(PL)測

定 、 ODMR （ Optically Detected Magnetic 
Resonance：ODMR）測定、スピンエコーの結果を示す。

微細加工上に大きな発光が観察され、その配向方向が

揃っていることがわかった。これは今回の微細加工によっ

て{111}面を露出することに成功し、それによって成長方

向を<111>に限定出来たことを意味する。このように(100)
基板上に配向率 100% 近い NV センターが生成出来

た例は今回が初めてである。 
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